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-1- Method and Device for the Wet Processing of Substratesjq i
The invention relates to a nethod for the wet treatnent or Eﬂ%%ﬁgﬁ{ﬁﬁégﬁéq'
substrates in a container into which at |east one liquid, b
referred to as fluid, is introduced and drai ned via an overfl ow devi ce.
Furthernore, the invention relates to a device for the wet treatnent of
substrates in wo®oenésss ner which is provided with at | east onePFTEROI8A} ot
and one fluid overflow device with openiggs for draining a fluid. Methods
and devi ces of the above-nentioned kind are known, for exanple fromUS-A 4
722 752, fromEP-A-0 385 536, and are al so described in the unpublished
DE- A-44 13 077 and DE-A-1 95 46 990 of the sane applicant.

Verfahren und Vorrichtung zur Nafbehandlundg wvon

- Substraten in einem Behédlter
+ 5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur NaBbehandlung

von Substraten in einem Behdlter, in dem wenigstens ein
Fluid eingeleitet und iiber eine tiberlaufvorrichtung ab-
gefithrt wird. Die Erfindung betrifft weiterhin eine vVor-
‘richtung zur NaBbehandlung von Substraten in einem Behdl-

10 ter, der wenigstens einen FluideinlaB und eine Fluid-
tiberlaufeinrichtung mit 6ffnungen zum Abfiihren eines
Fluid aufweist.

Verfahren und Vorrichtungen der genannten Art sind bei-

15 spielsweise aus der US 4 722 752 A, der EP 0 385 536 A

. bekannt, sowie in den auf dieselbe Anmelderin zuriickge-
henden, nicht vorverdffentlichten deutschen Anmeldungen
4 413 077 und 1 95 00 239.3 beschrieben. Auf der Ober-
seite des das Fluid und die Substrate enthaltenen Be-

20 hilters sind Diberlaufeinrichtungen vorgesehen, wobei das
Fluid von unten eingeleitet wird, an den Substraten
vorbei nach oben und durch {iberlaufdffnungen oder -~kanten
an der Oberseite des Behidlters aus ihm ausstrdmt. Nach
der NaBSbehandlung, beispielsweise nach einem Splilvorgang,

25 werden die Substrate mit einer mehr oder weniger kompli-
zierten Mechanik entweder zusammen mit einem Sub-~ '
strattridger oder direkt aus dem Fluid bzw. dem Behdlter
herausgehoben, wobei der Uberlaufabfluf daflir sorgt, das
Partikel und sonstige Verunreinigpngen auf der Fluid-

30 Oberfliche nach auBen in die Uiberlaufeinrichtung durch
die Strémung mitgefiihrt werden und wdhrend des

’ Heraushebens der Substrate aus dem Fluid im wesentlichen
nicht an den Substraten haften bleiben.

35 Die mechanischen Einrichtungen zum sicheren und gleichm&-
Bigen Herausheben der Substrate aus dem Fluid bzw. aus
dem Behilter sind sehr aufwendig und kompliziert.



-

The upper side of the container holding the fluid and the substrates is
provided with overfl ow devices, whereby the fluid is introduced from bel ow
and upwardly, passing the substrates, and drains off through the overfl ow
openi ngs or edges at the upper side of the container. After the wet
treatnment, for exanple after a rinsing process, the substrates are |ifted -
by a nore or |wW096/#06%| i cated nmechani sm - either together wi RCTEPLMEES, ot o
carrier or directly out of the fluid or the gontainer, with the overfl ow
drain providing for particles and other contami nants at the fluid surface

to be carried off into the overflow device by the flow and essentially not
to stick to the substra

The mechani cal de@?ﬁ@?e%SiHEQ%Lﬁ%%égéﬁﬁ¥%ﬁﬁrssgu §£%$$?%ﬂ§ﬂ%%%gé%%gﬁgégég'
out of the fluid dceroselbstt helzbin ariedr Paiabzvedy sbetuntamderospbstaatd.
triger bzw. unter die Substrate greifen und diese anheben
nilssen. Abgesehen davon, daf die Beh&dlterabmessungen re-
5  lativ grof sein miissen, ist damit auch ein relativ groger
Fluidverbrauch verbunden, wenn das Fluid ausgetauscht
oder ersetzt werden mus.

" Ein besonderer Nachteil bei dem Herausfiihren der Wafer
10 aus dem Beh#lter besteht auch darin, daB sehr genau ge-~
arbeitete Fiihrungen fiir die Wafer an den Hebemechanismen,
und in der iiber dem Behélter angeordneten Haube fiir die
Wafer ausgebildet sein miissen, um die Wafer sicher und
zuverléssig wdhrend des Aushebens aus dem Beh&lter in
15 einer definerten Lage zu halten. Die Fertigungskosten fiir
derartige Flihrungen sind auf Grund der erforderlichen
sehr genauen Bearbeitung hoch, wobei zus&dtzlich bei den
herkémmlichen Vorrichtungen eine Beschddigung oder ein
Bruch der Substrate beim Herausfahren aus dem Behdlter
20 nur durch zus#tzlichen hohen Justageaufwand zu vermeiden
ist.

Aus der AT 208 307 ist eine Zumefvorrichtung zur propor-
tionalen Einbringung von Chemikalienl&sungen in perio-
25 disch beschickte Behdlter bekannt. Die ZumeBvorrichtung
unfapt einen nach auBen hermetisch abgeschlossenen
Chenikalienbehdilter, der {iber einem Fliissigkeitsbehdlter
angeordnet ist. Im Fllissigkeitsbehdlter ist eine Luft-
verdridngungsglocke vorgesehen, die zum Fliissigkeitsbeh&l-
30 ter hin nach unten offen ist und an der hdchsten Stelle
{iber ein Verbindungsrohr mit dem hermetisch abgeschlos-
senen Chemikalienbeh#dlter 1 kommuniziert. Im Innern des
abgeschlossenen Chemikalienbehdlters befindet sich ein
Schwinmer mit einem Rohr, dessen freie Offnung mit dem
35 unteren Rand des Schwimmers abschneidet. Bei ganz- oder
teilweiser Fiillung des Fliissigkeitsbehdlters wird eine
entsprechende Menge Luft in den hermetisch abgeschlos-



Moreover, the lifting nechanisns require a relatively |largefs

pace W rrn
the container because they have to grip underneath the subst P4 éﬁ%%igg§ )
under the substrates and |ift themup. Apart fromthe fact {hat s

W—)l

cont ai ner di nensions have to be relatively large, a relatively Targe fluid
consunption is involved with this if the fluid has to be Changﬁg“@@ﬂ“ 3
repl aced. - NOR6/39048: | cul ar di sadvantage on lifting the waf 81 the
container is also that very accurately manufagtured guides for the wafers
on the lifting nmechanisnms and within the hood for the wafers that is
arranged above the

senen Chemikalienbehfilter gedridngt, so daB in diesenm
abgeschlossenen Beh#lter ein tlberdruck entsteht, der die

. Chemikalienldsung durch die Offnung am unteren Abschlug
des Schwimmers driickt, so daR eine entsprechende Menge
< 5 Chemikalienldsung {iber einen Schlauch zur dosierten

Einfiihrung der Chemikalie in den Fliissigkeitsbeh#lter
strémt. Eine derartige Zumefvorrichtung ermdglicht die
Zumessung einer Fliissigkeit proportional zu einer in
" einem Fliissigkeitsbehdlter nachzufiillenden Fliissigkeits-
10 menge durch Luftverdrangung, so daB diese bekannte Vor-
richtung einem grundsd@tzlich anderen Zwecke dient, ganz
abgesehen davon, daB der Behdlter zu diesem Zwecke her-
metisch abgeschlossen sein muB, um einen fiberdruck zu
erzeugen.
i5
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren
und eine Vorrichtung der eingangs genannten Art anzugeben
bzw. zu schaffen, das bzw. die sowohl hinsichtlich der
Verfahrensweise als auch hinsichtlich des konstruktiven
20 Aufwands wesentlich einfacher ist und dennoch eine siche-
re und zuverlissige Handhabung der Substrate gewdhrlei-
stet.

Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgemdf dadurch ge-

25 16st, daB die Uberlaufeinrichtung auf dem Fluid schwimmt
und sich zur Freigabé bzw. Flutung der im Beh#lter be-
findlichen Substrate zusammen mit der Fluid-Oberfl&che
absenkt und/oder anhebt.

30 Im Gegensatz zu den_herkﬁmmlichen Verfahren werden die
Substrate nicht aus dem Fluid herausgehoben, sondern das
ot Fluid wird ohne Lagednderung der Substrate im Behilter
abgesenkt. Da die Uberlaufeinrichtung gemdf der vorlie-
¢ genden Erfindung auf dem Fluid schwimmt, und sich zusam-
s men mit der Fluid-Oberfldche absenkt, werden die auf der
Fluid-Oberfliche schwimmenden Partikel und Verunreinigun-
gen auch bei Absenken der Fluid-Oberfl&dche dQurch die



contai ner have to be fornmed in order to hold the wafers securely and
reliably within a defined position during the lifting-off out of the
contai ner. The manufacturing costs for such guides are hi gh because of the
very precise manufacturing that is required and, additionally, with the

commonl y known devi ces danage or breaki ng of the substrates aon & 9 t hem
out of the coissi36068 can be avoided only by an additional gﬁl'

mechani sm AT 208 307 di scl oses a dosing apgparatus for proportlonally

i ntroduci ng chem cal solutions into periodically charged containers. The
dosi ng apparatus includes a chem cal container that is hernetically seal ed
fromthe outside and that is d|3£§ d, ove&ﬁf liguid o Ld cant

Provi ded in t he SYRAMNgoARE; HRer FLng4e] 08 &EBABA g%%#‘fs?rhan sseg‘pened
downwar dl y t owarzkn lsichl miidhtoan aderrSubstratenhabhi ghoetdiecersigungs-

conmmuni cates Vi ehsipe, auf dem Fluid schwimmende Uberlaufeinrichtung
blieben bei Absenken der Fluid-Oberfldche die Partikel
5 und Verunreinigungen an den Substratoberflichen haften
und wiirden die Substrate nach dem eigentlichen Behand-
lungs- oder Spiilvorgang wieder kontaminieren.

.Das erfindungsgemiiBe Verfahren bzw. die erfindungsgeméBe
10 Vorrichtung bendtigt keine Hebeeinrichtungen wie bei den
herkdmmlichen Verfahren, so daB die filir das Verfahren
erforderlichen Einrichtungen wesentlich einfacher und
kostengiinstiger zu fertigen sind. DPariiber hinaus sind die
Abmessungen des Beh&#lters klein, so daB das erforderliche
15 Fluidvolumen ebenfalls gering gehalten werden kann, was
zu erheblichen Einsparungen beim Betreiben derartiger
NaBbehandlungsanlagen filhrt. Da die Substrate nicht aus
dem Beh#lter herausgefiihrt werden mﬁssen,_sind auch keine
Filhrungen oberhalb des Behdlters, beispielsweise in Hau-
20 ben, erforderlich, wodurch das erfindungsgemfife Verfahren
mit sehr einfachen Vorrichtungen durchfiihrbar ist. Auch
sind Hauben hierfiir nur dafilir erforderlich, um die Pro-
zeBkammer abzudecken und ein Gasgemisch zuzufiihren. Die
Behandlung, z. B. die Trocknung der Substrate im Beh#lter
25 selbst ist daher wesentlich sicherer und die Gefahr von
Beschﬁdighngen der Substrate ist nicht gegeben.

GemiB einer vorteilhaften Ausfiihrungsform der Erfindung
flieBt das Fluid {iber Uberlaufdffnungen der Uberlaufein-
- 30 richtung sowie von dort {iber wenigstens eine mit ihr

verbundene Leitung aus dem Behdlter aus. Nach dem Aus-
flieBen des Fluids aus dem Beh#ilter verbleiben die Sub-
strate im Behilter und kénnen danach auf einfache Weise
beispielsweise als Einheit zusammen mit einem Substrat-

35 triger auf einfache Weise herausgehoben und weiter be-
handelt werden.



connecting pipe with the hernetically seal ed chem cal container 1. D sposed
in the interior of the sealed chem cal container is a float with a tube,
the free opening of which intersects the | ower edge of the float. If the
fluid container is entirely or partially filled, a correspondi ng quantity
of air is displaced into the hernetically seal ed chem cal contalner

that there exiw096/36868& hi s seal ed contai ner an excess pressur l’“’?)‘?gsses
the chem cal solution through the opening atsthe | ower connecting end of
the float, so that a corresponding quantity of chem cal solution flows

t hrough a hose for the dosed introduction of the chemcals into the fluid

contai ner. Such a_gdosin arat nabl es t he, dosi ng of

proportional to aP g %FHEF Fireo %iiqﬁ) qg% @aaPFﬁuPatCSﬁPﬁFner
by- means of air dVe;tzmhxnng,geibsthabemhderkmbawﬁhqqtauﬁaxnnishtasga

basi cal |y differegénpiiuR@itig QiHd %ﬁdeaf'ﬁfuid-Oberflache vorgesehen ist,

wobei sich die fiberlaufeinrichtung zur Freigabe bzw. Flu-
" s tung der im -Beh&lter befindlichen Substrate.zusammen mit
. der Fluid-Oberfldche absenkt und/oder anhebt. Die im Zu-
sammenhang mit dem erfindungsgem&Ben Verfahren bereits
erlduterten Vorteile der Erfindung treffen auch fiir die
‘erfindungsgeniife Vorrichtung zu.

10
Die Uberlaufeinrichtung weist Fluidablaufleitungen auf,
die zum Ableiten des Fluids mit wenigstens einer Beh#l-
terd8ffnung verbunden sind. Vorzugswéise ist die wenig-
stens eine Behdlter8ffnung am Boden des Behdlters vorge-
1s sehen, so daB das Fluid ohne zus@tzliche Verwendung einer
' Pumpe ausfliefen kann.

Da sich die auf der Fluidoberflidche schwimmende Uberlauf-
einrichtung zusammen mit dem Fluid absenkt und/oder an-
20 hebt, muf die Fluid-Ablaufleitung dieser Bewegung folgen
kbnnen. Vorzugsweise ist die Fluid-Ablaufleitung daher
ein elastischer Schlauch, ein balkartiger Schlauch
und/oder ein teleskopartig einfahrbares bzw. ausfahrbares
Rohr. Genm#f einer alternativen Ausfilhrungsform der Erfin-
25 dung ist die Fluid-Ablaufleitung ein Rohr, das dichtend
durch eine im wesentlichen auf dem Boden des Behdlters
ausgebildete Behdlterdffnung ein- und ausschiebbar ist.

Die Ulberlaufeinrichtung sollte vorzugsweise die Substrate

30 umgeben, so daf auch bei Absenken der Fluid-Oberfl&che
immer eine gleichmiifige Fluidstrdmung nach auBen gewihr-

. leistet ist, die die Partikel und Verunreinigungen von

den innerhalb der Uberlaufeinrichtung angeordneten Sub-
straten entfernt. Die Uberlaufeinrichtung ist daher wvor-

35 zugsweise ein die Substrate umgebender, schwimmfihiger
Ring. Es ist jedoch auch mdglich, die Uberlaufeinrichtung
in ihrer Umfangsform so zu gestalten, daB8 sie im



fromthe fact that the container for this purpose nust be hernetically

sealed in order to be able to generate an overpressure. EP-A-0 455 465

di scl oses a washing or rinsing apparatus with an overfl ow -3- reservoir,
whereby the washing or rinsing fluid is introduced from bel ow and overfl ows
out of the reservoir at the upper edge. Di sposed in the region into m?ich
the fluid fl omowsf36@8 overflow is a foam suppressi ng device PEIEREOIYE 1 of
a floating valve that lifts and drops as a founction of the fluid state in

the overflow trough, so that as a result the downwardly directed runoff of
t he

wesentlichen der Querschnittsform des Behdlterinnenraums
entspricht. Ist der Beh#lterinnenraum beispielsweise
rechteckigférmig, so ist die Uberlaufeinrichtung gemif
dieser Ausfilihrungsform der Erfindung ein rechteckfdrmig
5 gelegter Schlauch. Die Uberlaufeinrichtung, sei sie nun

ringférmié oder entsprechend der Querschnittsform des
Behidlterinnenraums ausgebildet, ist vorzugsweise wihrend
ihres Absenkens und/oder Anhebens im Behédlter gefiihrt, um
dabei eine definierte Lage sicherzustellen.

10
Um eine mdglichst gleichmiifige Strémung auf der Fluid-
oberfliche von innen nach auBen und von den Substraten
weg nach auBen sicherzustellen, ist es vorteilhaft, die
Uberlaufsffnungen tiber den Unfang der Uberlaufeinrichtung

15 gleichméifig verteilt auszubilden, beispielsweise in Form
von L&chern oder Schlitzen in einem Ring oder einem Rohr.

Gemd#B einer weiteren Ausbildung der erfindungsgem&BSen

Vorrichtung ist {iber dem Behdlter eine abnehmbare Haube
20 vorgesehen, die vorteilhafterweise eine GaseinlaBSvor-

richtung aﬁfweist, um fiir den Trocknungsvorgang Gas

einfiilhren zu koénnen, wie dies im Zusammenhang mit der

EP O 385 536 A beschrieben ist. Das iiber die GaseinlaB-~

vorrichtung eingeleitete Gas wird vorteilhafterweise iiber
25 die Uberlaufdffnungen der Uberlaufeinrichtung zusammen

. mit dem ausstrdmenden Behandlungsfluid abgefithrt.

Die Erfindung wird nachstehend anhand eines Ausfiihrungs-
beispiels unter Bezugnahme auf eine einzige, schematische
30 Querschnittszeichnung erldutert.

In einem Beh&lter 1, beispielsweise einem Fluidbehand-
lungs- oder Splilbecken, befindet sich eine auf dem Behdl-
terboden stehende Aufnahmeeinrichtung'z fir sSubstrate 3,
35 beispielsweise Wafer, die parallel nebeneinander angeord-
net sind. Auf der Fluid-Oberfliche 4 schwimmt eine Uber-
laufeinrichtung 5§, die beispielsweise ringfdrmig ausge-



rinsing fluid is regulated. It is an object of the invention to provide or
create a nmethod and a device of the kind nentioned in the introduction
which is substantially sinpler not only with regard to the nethod but al so
to the structural requirements and, neverthel ess, guarantees a secure and
reliable handling of the substrates. This object is resolved, according to
the inventi osvo $syssbdse features of claiml1l. In contrast to tﬂ’é'r@g’?ﬁ(/gﬁ?l onal
nmet hods, the substrates are not lifted out df the fluid but the flutrd gets
| onered wi t hout changing the position of the substrates within the

contai ner. Since the overfIOM/device according to the present invention

715 0 A0 OIS SRS A ol g b ab
senken des Flulds und damit des auf der Fluid-Oberflache
. 4 schwimmenden Uberlaufeinrichtung 5 diese mit den Sub-
straten 3 in Beriihrung kommt. In der Uberlaufeinrichtung
\ 5 5 befinden sich Offnungen 6, durch die das Fluid in ein
Teleskoprohr 7 strémt, das an seinem unteren Ende nit
einer Offnung 8 im Beh&dlter 1 verbunden ist. Das Fluid
strémt dadurch aus dem Beh#lter 1 in ein mit einem Ab-
.sperrorgan 9 schlieBbares Abflufrohr 10 aus und - sofern .
10 nicht entsprechend dasselbe Fluidvolumen tiber ein EinlaB-
rohr 11 in den Beh#lter eingeflihrt wird - senkt sich die
Uberlaufeinrichtung 5 zusammen mit dem Fluid ab, bis sie
unterhalb der Substrate 3 ankommt. W&hrend des Absenkens
der {lberlaufeinrichtung 5 schiebt sich das Teleskoprohr 7
15 zusammen und verkiirzt sich dadurch.

Nach dem Absenken der Uberlaufeinrichtung 5 unter die un-
terste Kante der Substrate 3 liegen diese frei und kdnnen
entweder zusammen mit der Aufnahmeeinrichtung 2 oder ei-

20 nem auf der Aufnahmeeinrichtung 2 angeordneten Tréger,
oder aber einzeln aus dem Behdlter 1 in der i{iblichen
Weise von oben aus dem Behdlter herausgehoben und weiter-
behandelt werden.

25 Durch eine gleichmiBige Verteilung der Uberlauf&ffnungen
6 in der iiberlaufeinrichtung 5 ergibt sich eine konstante
Strémung des Fluids von -innen nach auBen, d. h. von den
Substraten 3 weg nach auBen, so daB auch Partikel und
Verunreinigungen, die auf der Fluid-Oberfléche 4 auf-

30 schwimmen, von den Substraten 3 weg mit in die Uberlauf-
einrichtung 5 gezogen werden. Die Substrate 3 bleiben da-

’ her auch bei Entfernen des Fluids aus dem Behdlter 1 frei

von Partikeln und Verunreinigungen.

35 Die Erfindung wurde zuvor anhand eines bevorzugten Aus-
fithrungsbeispiels erldutert. Dem Fachmann sind jedoch
zahlreiche Abwandlungen und Ausgestaltungen mdglich, ohne
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carried toward the overfl ow device by the flow, even when the fluid surface

drops, and do not deposit on the substrates. Wthout the inventive overfl ow

device floating on the fluid, the particles and contam nants would stick to
the substrate surfaces on lowering the fluid surface and woul d contam nate
the substrates again after the actual treatnment or rinsing process. The

i nventive met he ssedebe i nventive device do not require |ifti RGIERSGOIE s

do the conventional methods so that the devices required for the nethod can

be manufactured substantially nore sinply and cost-efficiently. Moreover,

t he di nensions of the container are small so that the required fluid vol une

can al so be kept | i resul ts. Ln.considerabl I i pegating

such wet treat nent‘?%\%)p%\g:%'?%cg E%Fn%é.filw??gg%%?;ar@%egse %‘%\és? %ﬁl W]flat heot™

. splelsweise kann die Uberlaufeinrichtung 5 in verschie-

denster Weise, beispielsweise in Form von RShren, ausge-

bildet sein, in denen den vorliegenden Bedingungen ent-

5 sprechend ausgebildete Offnungen 6 etwa auch auf der Au-
Benunfangsfliche ausgebildet sein kénnen. Statt des Tele-~
skoprohrs: 7 ist es auch méglich, ein balkartiges Rohr zu
verwenden, das sich bei Absenken der Uberlaufeinrichtung

- 5 zusammenfaltet.

10
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-4- substrates out of the container, there are also no guides necessary

above t he contai ner,

for exanple, mﬁthln hoods, so that Ry-StVE

nmet hod can be carried out by very sinple devices. Also, maﬁSBPEE”é_HSEWEN{‘
required with this nethod in order to cover the processi gmchaﬁﬁépgﬁnd t
introduce a gas mxture. The treatment, e.g. drying of the-stystTares
within the conwebésses t sel f, therefore is substantially nore ¥S/EPRHPEI L
t he danger of damagi ng the substrates does n@ exist. According to an
advant ageous enbodi nent of the invention, the fluid flows via overflow
openi ngs of the overflow device and fromthere, via at |east one

10
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35

e iiche

Verfahren zur Nafbehandlung von Substraten in einem
Behilter, in dem wenigstens ein Fluid eingeleitet
und liber eine Uberlaufeinrichtung abgefithrt wird,
dadurch gekennzeichmet, daB die fiberlaufeinrichtung
auf dem Fluid schwimmt und sich zur Freigabe bzw.
Flutung der im Beh#lter befindlichen Substrate zu-
sammen mit der Fluid-Oberflidche absenkt und/oder
anhebt.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dap das Fluid tber tlberlaufdffnungen der Uberlauf-

einrichtung sowie iilber wenigstens eine mit ihr ver-
bundene Leitung aus dem Behdlter ausflieft.

Vorrichtung zur NaBbehandlung von Substraten (3) in
einem Behilter (1), der wenigstens einen FluideinlagB
(11) und eine Fluid-lberlaufeinrichtung (5) mit Off-
nungen (6) zum Abfiihren eines Fluids aufweist, da-
durch gekennzeichnet, daB die Uiberlaufeinrichtung
(5) schwimmfidhig, auf der Fluid-Oberfléche (4) vor-
gesehen und zur Freigabe bzw. Flutung der im Behdl-
ter (1) befindlichen Substrate (3) zusammen mit ihr
absenk- und/oder anhebbar ist.

Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daB die Uberlaufeinrichtung (5) Fluid~Uberlauf8ff-
nungen (6) aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dap die {iberlaufeinrichtung (5) Fluid-
Ablaufeinrichtungen (7) aufweist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 3 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, daB wenigstens eine Fluid-Ablauflei-~

RO RN



Vol
pi pe connected therewith, drains out of the container.
drain fromthe container, the substrates remain within
can then, in a sinple way, for exanple as a unit togethg J
carrier, be lifted out and be subjected to further treatwemt™ According to
the invention, the object is also resolved by a device with which the
overfl ow devi wob&36eé80Vvi ded to be floatable and to be positi FEEPHRPIER
fluid surface in which case the overfl ow dewoce | owers and/or lifts
together with the fluid surface. The advantages of the invention that were
al ready described in connection with the inventive nethod, also apply to
the inventive device. The gverfl.,ow device is ovided with flypd drai nage
pi pes whi ch are conneE¥Bd 6&%fF%ﬁsqngasPeBnépfigﬁﬁﬁ?ﬁﬂrﬁﬁigﬁpﬁg?%gruHSaining

the fluid, wenigstens einer Behdlterbffnung (8) vorgesehen ist.

7. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 3 bis 6, dadurch
5 gekennzeichnet, daB die Behilterdffnung (8) am Boden
des Behdlters (1) vorgesehen ist.

8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 5 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, daf die Fluid-Ablaufleitung (7) ein
10 - elastischer Schlauch ist.

9. Vorrichtung nach einer der Anspriiche 5 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, daf die Fluid-Ablaufleitung {7) ein
balkartiger Schlauch ist.

15 .

10. Vorrichtung nach einem der Anspriiche $§ bis 7, dadurch
gekennzeichnet, daB die Fluid-~Ablaufleitung (7) ein
Teleskoprohr ist.

20 11. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 5 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, daB die Fluid-ablaufleitung (7) ein
Rohr ist, das dichtend durch die Beh#lterdffnung (8)
ein- und ausschiebbar ist.

25 12. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 4 bisg 11, da-
durch gekennzeichnet, das die Uberlaufeinrichtung
{5) ein die Substrate umgebender, schwimmfihiger
Ring ist.

30 13. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 4 bis 12, da-~
durch gekennzeichnet, daBf die Umfangsform der Uber-
laufeinrichtung (5) der Querschnittsform des Beh#l-
terinnenraums entspricht.

35 14. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 4 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, daB die Uberlaufeinrichtung

—
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Advant ageously, the at |east one container opening i ¢ gteNtihe
bottom of the container so that the fluid can drain vy
use of a punp. Since the overflow device floating o
| owers and/or lifts together with the fluid, the fl w-d—drainage pi pe nust
be able to follow this novenent. Advantageously, the fluid drai nage flpe
therefore i s sosisesssi c pi pe, a corrugated pipe and/or a tel & EP&B@

retractabl e or extendabl e pipe. -5- Accoriding to an alternatlve
enbodi mrent of the invention, the fluid drainage

(5) widhrend ihres Absenkens~ und/der Abhebens im Be-
hilter (1) gefiihrt ist.

15. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 4 bis 14, da-
A 5 durch gekennzeichnet, daB die Uberlauféffnungen (6)
iiber dem Umfang der Uberlaufeinrichtung (5) gleich-
mdBig verteilt ausgebildet sind.

-16. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 4 bis 15, ge- .
10 kennzeichnet durch einen die Lage der Fluid-Ober-
fldche (4) feststellenden Filhler, in Abhidngigkeit
von dessen Ausgangssignal die Uberlaufeinrichtung
(5) der HBhe der Fluid-Oberfliche nachfiihrbar ist.

15 17. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 4 bis 16, ge-
kennzeichnet durch eine iiber dem Behdlter (1) ange-
ordnete, zu dffnende und zu schlieBende Haube.

18. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 4 bis 17, ge-
20 kennzeichnet durch eine GaseinlaBvorrichtung.

19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet,
daB die Uberlaufdffnungen (6) der Uberlaufeinrich-

tung (5) eine GasauslaBvorrichtung sind.
25
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pipe is a pipe that is sealingly retractable and extendabl e through a
container opening that is essentially forned at the bottom of the
cont ai ner. The overfl ow devi ce shoul d, advant ageously, surround the
substrates so that a uniformfluid flow toward the outside is ensured that
takes the particles and contam nants away fromthe substrates arranged
W t hin the ovewOlbeassoskvi ce even when the fluid surface is | oVRGTEFI6/01813
Therefore, the overflow device is advantageously a floatable ring
surroundi ng the substrates. However, it is also possible to design the
overflow device in its circunferential shgge such that it essentially
corresponds with the cross- sectional shape‘of the container interior. If
the container interior, for exanple, is rectangular, the overfl ow device
aceording to this enbodi nent of the invention is a rectangularly arranged
pi pe., The overfl ow device, be

5 6 4
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bt- ring-shaped or formed corresponding to the cross-sectional shape of the
container interior, is advantageously.guided within the containepmduring
| owering and/or lifting in order to ensure a defined position. I'nJoyder to
ensure a flow that is as uniformas possible on the fluid surfaé yrem t he
i nside toward the outside and away from th& -substrates toward the outside,
It Is advantageous to design the overflom/openlngs to be evenly distributed
al ong the circunference d¥le ox thee WétbProces pof n t he shape of
hol es or slots within a ring or psmtrﬂescmdl Ogntainerfurther enbodi nent of
the inventive device, a detachable hood is provided above the container and
i s advantageously provided with a gas intake member in order to be able to

t ak f h
Lake | n.92s ohd ek i i FeIRfed’f° 8 MSthdd fot #3°Weh RFeamibrit 6I"BrddedBing'bt

substrates in a container into which at least one liquid, subsequently also
referred to as fluid, is introduced and drained via an overflow device.
Furthermore, the invention relates to a device for the wet treatment of
substrates in a container which is provided with at least one fluid inlet and

one fluid overflow device with openings for draining a fluid.

Methods and devices of the above-mentioned kind are known, for example
from US-A 4 722 752, from EP-A-0 385 536, and are also described in the
unpublished DE-A-44 13 077 and DE-A-195 46 990 of the same applicant.
The upper side of the container holding the fluid and the substrates is
provided with overflow devices, whereby the fluid is introduced from below
and upwardly, passing the substrates, and drains off through the overflow
openings or edges at the upper side of the container. After the wet
treatment, for .ekample after a rinsing process, the substrates are lifted - by
a more or less complicated mechanism - either together with a substrate
carrier or directly out of the fluid or the container, with the overflow drain
providing for particles and other contaminants at the fluid surface to be
carried off into the overflow device by the flow and essentially not to stick
to the substrates while lifting the substrates out of the fluid.

The mechanical devices for securely and uniformly lifting the substrates out
of the fluid or out of the container are very costly and complicated.
Moreover, the lifting mechanisms require a relatively large space within the
container because they have to grip underneath the substrate carrier or
under the substrates and lift them up. Apart from the fact that the container
dimensions have to be relatively large, a relatively large fluid consumption

is involved with this if the fluid has to be changed or replaced.
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. i,ntr'oduced via the gas intake menber is advantageously wi thdrawn toget her
with the draining treatnment fluid via the overfl ow openi ngs of the overfl ow
devi ce. -6 - In the following, the invention is described with the help
of one enbodinment with reference to a single, schematic cross-sectional
drawi ng. A receiving nenber 2 for substra&es 3, for exanple, wafers
arranged parallel to one another, is positioned on the container bottom

¥V: h ihidnsﬁr gggg‘aﬁﬁggﬂar disadearagk orilifting the wWadbresut of thé eontdinéaiKalsen t he
that very accurately manufactured guides for the wafers on the lifting
mechanisms and within the hood for the wafers that is arranged above the
confainer have to be formed in order to hold the wafers securely and reliably
within a defined position during the lifting-off out of the container. The
manufacturing costs for such guides are high because of the very precise
manufacturing that is required and, additionally, with the commonly known
devices damage or breaking of the substrates on lifting them out of the

container can be avoided only by an additional adjusting mechanism.

AT 208 307 discloses a dosing apparatus for proportionally introducing
chemical solutions into periodically charged containers. The dosing
apparatus includes a chemical container that is hermetically sealed from the
outside and that is disposed over a liquid or fluid container. Provided in the
fluid container is an air-displacement bell that is opened downwardly toward
the fluid container and at the highest location communicates via a
connecting pipe with the hermetically sealed chemical container 1. Disposed
in the interior of the sealed chemical container is a float with a tube, the free
opening of which intersects the lower edge of the float. If the fluid
container is entirely or partially filled, a corresponding quantity of air is
displaced into the hermetically sealed chemical container, so that there
exists in this sealed container an excess pressure that presses the chemical
solution through the opening at the lower connecting end of the float, so
that a corresponding quantity of chemical solution flows through a hose for
K the dosed introduction of the chemicals into the fluid container. Such a
| dosing apparatus enables the dosing of a fluid proportional to a fluid quantity
that is to be filled in a liquid container by means of air displacement, so that
this known apparatus serves a basically different purpose, entirely aside
from the fact that the container for this purpose must be hermetically sealed

in order to be able to generate an overpressure.

EP-A-O 455 465 discloses a washing or rinsing apparatus with an overflow



‘overflow device 5 is floating which is, for exanple, formed in a ring shape
and surrounds the substrates 3 without the overflow device 5 comng into
cont.act with the substrates 3 when the fluid, and hence also the overflow
device 5 that floats on the fluid surface 4 is |owered. The overfl ow device
5 is provided with openings 6 through whi8h-the fluid flows into a

tel escope pipe 7 which is connected at its lower end with an opening 8

wi thin the cawrisefvuir, iherBhy theuwvashihgor dinsingsfloidtis iritrodecerbfrom lu\e’lovﬁ?nium}1 0 a
dr ai nage pipe 10 . that can_be shut off by a shut-off_ nenber,L 9 and - if the
S i 6 L PRTEOMS oldk Ot BDIAK HHD URREF SIG8e DIFAPEY IhESREIANIBIO | o

an inlet tub : -Hell;ml- j s d *ﬁﬂe‘;_ < \\is | ui d

until it arr F‘Q/’éic ha e lg\\fvﬁ{vkééggﬁgéyégtﬁgg 'é??f ri r@% trﬁégﬁ%ag?‘c#dﬁg?%?@ ure

of the overf|aka floating valve lthat lifte andirops as & furdtiGre of the fluidstats lwthens.
overflow trough, so that as a result the downwardly directed runoff of the

rinsing fluid is regulated.

It is an object of the invention to provide or create a method and a device
of the kind mentioned in the introduction which is substantially simpler not
only with regard to the method but also to the structural requirements and,
nevertheless, guarantees a secure and reliable handling of the substrates.

This object is resalved, according to the invention, by the features of claim
1.

In contrast to the conventional methods, the substrates are not lifted out of
the fluid but the fluid gets lowered without changing the position of the
substrates within the container. Since the overflow device according to the
present invention floats on the fluid and is lowered together with the fluid
surface, the particles and contaminants floating on the fluid surface are
carried toward the overflow device by the flow, even when the fluid surface
drops, and do not deposit on the substrates. Without the ihventive overflow
device floating on the fluid, the particles and contaminants would stick to
the substrate surfaces on lowering the fluid surface and would contaminate

; the substrates again after the actual treatment or rinsing process.

The inventive method or the inventive device do not require lifting devices
as do the conventional methods so that the devices required for the method
can be manufactured substantially more simply and cost-efficiently.
Moreover, the dimensions of the container are small so that the required fluid
volume can also be kept low, which results in considerable savings in

operating such wet treatment apparatus. Since it is not necessary to lift the -



-

¢ After-lowering the overflow device 5 below the | owest edge of the
substrates 3, these are exposed and they can be |lifted either together with
the receiving nmenber 2 or a carrier arranged on the receiving nenber 2 or
even individually out of the container in the usual way from above and
subjected to further treatnment. By evenky distributing the overfl ow
openings 6 the overflow device 5, a constant flow of the fluid fromthe

i nsi de t owar gulidtratestRitdsf tie achtainery thérecareaalsy rio guiddsenscdssaryaabsva
toward the outside, so that also particles, and contam nants floating on the
fluid surfacthescentainely forexample, withinthaods,$e that de inyentlye methrd eanow

device 5. T . free 0 ticl pnant s
even when ¢ nee PATTef BUERY veriuiipl6 dticds? Saldl ol ard! ity FRcuRed \ah
this method in order to cover the processing chamber and to introduce a gas
mixture. The treatment, e.g. drying of the substrates within the container
itself, therefore is substantially more reliable and the danger of damaging the

substrates does not exist.

According to an advantageous embodiment of the invention, the fluid flows
via overflow openings of the overflow device and from there, via at least one
pipe connected therewith, drains out of the container. After the fluids drain
from the container, the substrates remain within the container and can then,
in a simple way, for example as a unit together with a substrate carrier, be
lifted out and be subjected to further treatment.

According to the invention, the object is also resolved by a device with
which the overflow device is provided to be floatable and to be positioned
on the fluid surface in which case the overflow device lowers and/or lifts
together with the fluid surface. The advantages of the invention that were
already described in connection with the inventive method, also apply to the

inventive device.

The overflow device is provided with fluid drainage pipes which are
connected with at least one container opening for draining the fluid.
; Advantageously, the at least one container opening is provided at the
“bottom of the container so that the fluid can drain without the additional use

of a pump.

Since the overflow device floating on the fluid surface lowers and/or lifts
together with the fluid, the fluid drainage pipe must be able to follow this
movement. Advantageously, the fluid drainage pipe therefore is an elastic

pipe, a corrugated pipe and/or a telescope-like retractable or extendable pipe.
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. -7- 'The invention was descri bed above with the help of a preferred
enbodi nent. However, nunerous nodificati ons and enbodi nents can be nmade by
t he expert without abandoning the basic idea of the invention. For exanple,
t he- overfl ow device 5 can be designed in nmany different ways, for exanple,
in the formof pipes in which the opening®-6, in conformity with existing
conditions, can be fornmed also at the outer circunferential surface.
| nst ead of t eccoedingciopan ajtepreative émbbdimmﬁﬂhssihben‘tiom thedluiddrainagat ed
pi pe that fo'pqge i¢a plpeqha{] s soev?ngiyor\évtra%}/ahﬁe and exten&\EbIthroughacontalner

opening that is essentially formed at the bottom of the container.

The overflow device should, advantageously, surround the substrates so that
a uniform fluid flow toward the outside is ensured that takes the particles
and contaminants away from the substrates arranged within the overflow
device even when the fluid surface is lowered. Therefore, the overflow
device is advantageously a floatable ring surrounding the substrates.
However, it is also possible to design the overflow device in its
circumferential shape such that it essentially corresponds with the cross-
sectional shape of the container interior. If the container interior, for
example, is rectangular, the overflow device according to this embodiment
of the invention is a rectangularly arranged pipe. The overflow device, be
it ring-shaped or formed corresponding to the cross-sectional shape of the
container interior, is advantageously guided within the container during

lowering and/or lifting in order to ensure a defined position.

In order to ensure a flow that is as uniform as possible on the fluid surface
from the inside toward the outside and away from the substrates toward the
outside, it is advantageous to design the overflow openings to be evenly
distributed along the circumference of the overflow device, for example in

the shape of holes or slots within a ring or pipe.

; ' According to a further embodiment of the inventive device, a detachable
hood is provided above the container and is advantageously provided with
a gas intake member in order to be able to take in gas for the drying process
as it is described in connection with EP O 385 536 A. The gas that is
introduced via the gas intake member is advantageously withdrawn together
with the draining treatment fluid via the overflow openings of the overflow

device.



;-8 - Patent Cains 1. Met hod for the wet treatnent of substrates in a
container into which at |least one fluid i,s introduced and drawn off via an
overfl ow device, characterized in that the overfl ow device floats on the
liquid in the container and, acconpanied by the release or flooding of the
substrates disposed in the container, todether with the Iiquid surface
drips to below the substrates or is raised fromthere. 2. . Mthod

accor di ng t olrcthe followingathecingentiod is desdrihed with thghelp of anaembodiment

with reference to a single, schematic cross-sectional drawing.

A receiving member 2 for substrates 3, for example, wafers arranged paraliel
to one another, is positioned on the container bottom within a container 1,
for example a fluid treatment or rinsing tank. On the fluid surface 4, an
overflow device 5 is floating which is, for example, formed in a ring shape
and surrounds the substrates 3 without the overflow device 5 coming into
contact with the substrates 3 when the fluid, and hence also the overflow
device 5 that floats on the fluid surface 4 is lowered. The overflow device
5 is provided with openings 6 through which the fluid flows into a telescope
pipe 7 which is connected at its lower end with an opening 8 within the
container 1. The fluid thus drains out of the container 1 into a drainage pipe
10 that can be shut off by a shut-off member 9 and - if the same fluid
volume is not correspondingly introduced into the container via an inlet tube
11 - the overflow device 5 is lowered together with the fluid until it arrives
at below the substrates 3. During the lowering procedure of the overflow
device b, the telescope pipe 7 retracts and thus shortens.

After lowering the overflow device 5 below the lowest edge of the
substrates 3, these are exposed and they can be lifted either together with
the receiving member 2 or a carrier arranged on the receiving member 2 or
even individually out of the container in the usual way from above and

subjected to further treatment.

By evenly distributing the overflow openings 6 the overflow device 5, a
constant flow of the fluid from the inside toward the outside is achieved, i.e.
away from the substrates 3 toward the outside, so that also particles and
contaminants floating on the fluid surface 4 are carried away from the
substrates 3 into the overflow device 5. The substrates 3, thus, stay free
from particles and contaminants even when the fluid is removed from the

container 1.
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:out ‘'of the container via overflow openings of the overflow device and via
at | east one pipe connected therewth. 3. Device for the wet treatnent of
substrates (3) within a container (1) which is provided with at |east one
liquid inlet (11) and one liquid overflow device (5) with openings (6) for
withdrawing a liquid, characterized in tffat the overflow device (5) is
floatable, is provided on the lLiquid surface (4) in the container (1), and,

acconpani ed Pie ifventiRInowas desclibewaboee with the Helbof 4 ptéferiederdbsdingettt. i n

the container (1), can together with the liquid surface drop to below the
substrates (Hpwavesenumesays medifications and empedirentscean denmade by shen 3,

charact erl Zeghdy E\p@odtha%a%%mg%e%@i& fidadf the iRVAVSH ISt &dhrhpRVifle
over fl ow openi’hg s
overflow device 5 can be designed in many different ways, for example, in
the form of pipes in which the openings 6, in conformity with existing
conditions, can be formed also at the outer circumferential surface. Instead
of the telescopic pipe 7, it is also possible to use a corrugated pipe that folds

up when the overflow device 5 is lowered.



; 5 Devi ce according to claim3 or 4, characterized in that the overflow
device (5) is provided with liquid drainage devices (7). 6. Devi ce
according to one of the clainms 3 to 5, characterized in that at |east one
l'iquid drainage pipe (7) is provided between the overfl ow device (5) and at
| east one contai ner opening (8). -9--B- Device according to claim®6,
characterized in that the container opening (8) is provided at the bottom
of the container (1). 8. Devi ce aQRabenti Glpims cl aim 6 or 7, characterized
in that the liquid
1. Method for the wet treatment of substrates in a container into which

at least one fluid is introduced and drawn off via an overflow device,

characterized in that the overflow device floats on the liquid in the

container and, accompanied by the release or flooding of the

substrates disposed in the container, together with the liquid surface

drips to below the substrates or is raised from there.

2. Method according to claim 1, characterized in that the liquid drains
out of the container via overflow openings of the overflow device and

via at least one pipe connected therewith.

3. Device for the wet treatment of substrates (3) within a container (1)
which is provided with at least one liquid inlet (11) and one liquid
overflow device (5} with openings (6) for withdrawing a liquid,
characterized in that the overflow device (5) is floatable, is provided
on the liquid surface (4) in the container (1), and, accompanied by the
release or flooding of the substrates (3) disposed in the container (1),
can together with the liquid surface drop to below the substrates {3)
or be raised from there.

4, Device according to claim 3, characterized in that the overflow device

(5) is provided with liquid overflow openings (6).

5. Device according to claim 3 or 4, characterized in that the overflow

device (5) is provided with liquid drainage devices (7).

6. Device according to one of the claims 3 to 5, characterized in that at
least one liquid dfainage pipe (7) is provided between the overflow

device (5) and at least one container opening (8).

KR R A



: drai'nage pipe (7) is an elastic tube. 9. Devi ce according claim6 or 7,
characterized in that the liquid drainage pipe (7) is a corrugated tube.
10, Device according to claim6 or 7, characterized in that the liquid
drai nage pipe (7) is a telescopic tube. 11. Device according to claim®6 or
7, characterized in that the liquid dratBage pipe (7) is a pipe that is
sealingly retractabl e and extendabl e through the contai ner opening (8). 12.
Devi ce accordi ng Devioceeacéording dbactaim46t chardctedbked dpt thatzthe icontaiaer t he

overfl ow device (5) i.s l.oat ahl.e,rin uryounding the sub ates. 13.
Devi ce according ¢ ’Hﬂga@; I H@%ﬁ%ﬁﬁﬁtﬁe?’&@f‘ %ﬂga"&'gﬂ%jt';-n that the
circunferential shape of the overflow device (5) essentially
8. Device according to claim 6 or 7, characterized in that the liquid
drainage pipe (7) is an elastic tube.

9. Device according claim 6 or 7, characterized in that the liquid drainage

pipe (7) is a corrugated tube.

10. Device according to claim 6 or 7, characterized in that the liquid

drainage pipe (7) is a telescopic tube.

11. Device according to claim 6 or 7, characterized in that the liquid
drainage pipe (7) is a pipe that is sealingly retractable and extendable

through the container opening (8).

12. Device according to one of the claims 4 to 11, characterized in that

the overflow device (5) is a floatable ring surrounding the substrates.

13. Device according to one of the claims 4 to 12, characterized in that
the circumferential shape of the overflow device (b) essentially

corresponds with the cross-sectional shape of the container interior.
14. Device according to one of the claims 4 to 13, characterized in that
, the overflow device (5) is guided within the container during lowering
' or lifting.
15. Device according to one of the claims 4 to 14, characterized in that
the overflow openings (6) are arranged to be evenly distributed along

the circumference of the overflow device (5).

16. Device according to one of the claims 4 to 15, characterized by a

[




“eorresponds with the cross-sectional shape of the container interior. 14.
Devi ce according to one of the clains 4 {o 13, characterized in that the
overfl ow device (5) is guided within the container during | owering or
lifting. 15. Device according to one of the clains 4 to 14, characterized
in that the overflow openings (6) are art@nged to be evenly distributed

al ong the circunference of the overflow device (5). 16. Device according
to one of the cl ahosd4habcan bectperecd and clasedyand that isl@iranged above the

container (1).

17. Device according to one of the claims 4 to 16, characterized by a gas

inlet device.

18. Device according to claim 17, characterized in that thé overflow

openings (6) of the overflow device (5) are a gas outlet device.

‘AR O G R



‘~heod "t hat can be opened and cl osed and that is arranged above the contai ner
(1). 17. Device according to one aof.the clains 4 to 16, characterized by a
gas inlet device. 18. Device according to claim17, characterized in that
t he overfl ow openings (6) of the overfl(%v1v device (5) are a gas outlet
devi ce. - -

Abstract

A particularly simple procedure with simple means results from a method for
the wet treatment of substrates with the help of a container into which a
fluid is introduced and withdrawn via an overflow device if the overflow
device floats on the fluid and drops and/or lifts together with the fluid
surface. No mechanical devices are necessary for lifting and taking the
substrates out of the fluid. Devices for the wet treatment of substrates and
for carrying out this procedure are described.
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Proposed is a method for wet
substrates in a vessel into which a liquid is fed
and is removed again through an overflow device.
‘The method is particularly simple to carry out if the
overflow device floats on the liquid and descends
and/or rises as the liquid sumrface descends and/or
rises, No mechanical devices are needed to raise
the substrates and remove them from the liquid.
Also proposed are devices for the wet-processing
of substrates by the method proposed.

(37) Zvsammenfassumg

Bei einem Verfahren zur NaBbehandlung
von Substraten mit einem Behilter, in den ein
Fhuid eingeleitet und {iber eine Uberlavfeinrichtung
abgeftthrt wird, ergibt sich ein besonders einfacher
Vesfahrensablauf mit einfachen Misteln, wenn die
| Ubertaunfeinrichtung auf dem Fluid schwimmt und
* | sich zusammen mit der Fluid-Oberfliche absenkt
md/oder anhebt.  Mechanische Einrichtungen
zum An- und Herausheben der Substrate aus
dem Fiuid sind nicht erforderlich. Vorri
zur NaBbehandlung von Substraten fiir die
Durchftthrung des Verfahrens sind angegeben. 17
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